






























专利名称(译) 用于蚀刻液晶显示装置的Cu和Cu / Ti金属层的蚀刻溶液及其制造方法
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摘要(译)

一种蚀刻溶液，用于蚀刻铜单金属层和铜（Cu）/钛（Ti）双金属层中的
一个，该金属层用作薄膜晶体管的栅电极，源电极和漏电极之一。液晶
显示（LCD）装置包括过硫酸氢钾，含氟化合物，还原剂和弱氧化剂中
的一种，蚀刻速率抑制剂，KHF2和水。
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